













         マルコフ連鎖モンテカルロ法と適応的デザイン
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図1．横軸がデータ点（既知の画素）の比率，縦軸が推定されたパターンと真のパターンとの重な
   り．上の点線が適応的サンプリング，下の折れ線がランダムサンプリングに対応．
図2．適応的サンプリングによって選ばれた
   データ点（既知の画素）の分布の例．デー
   タ点を×印，未知の画素を空白で示す．
図3．図2に対応する“真のパターン”（模擬
   データ）．十1を黒（点），一1を白（空白）
















        関数空間上の線形計画問題に対する主双対内点法


















察した（主双対内点法については，Megiddo（1989），Kojima et a1．（1989），Monteiro and
Ad1er（1989）等を参照）．ただし，ヒルベルト空間工2の正雄および角錐は内点を持たないため，
内点の定義として通常とは異なるものを用いる必要がある．また無限次元空間上で考えている
ため，内点法の各反復における連立1次方程式（正確には，双対変数の探索方向を求めるための
1次方程式）を直接法で厳密に解くことはもはや意味を持たず，反復法を用いて近似的に解く
ことが必要となる．
 反復法を用いる際，初期段階では粗く，最適解に近づいていくにつれて高い精度で解いでい
